
• 透過もしくは反射計測

• サンプリング時間: 20 ms

• 成膜プロセス中に計測

• プロセスのリアルタイム
モニタリング

• 品質管理

3.7 – 4.5 µm 
バンドパスフィルタ

Ge
高反射 1064 nm
反射防止 1.4 – 4.4 µm
CaF2

高反射 1064 nm
反射防止 2.1 - 4.0 µm
YAG 

高反射 1064 nm
反射防止 1.5 - 10.0 µm
ZnSe

オンラインモニタリング：成膜（コーティング）プロセスモニタ

kanazawaryo
新規スタンプ


